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I. IDENTIFICACAO DA DISCIPLINA
Nome: Tecnologia de Superficies e Filmes Finos
Carga hordria: 45 horas Créditos: 3

Professores: Rafael Gallina Delatorre e Viviane Lilian Soethe Parucker

II. PRE-REQUISITOS SUGERIDOS

Ciéncia dos Materiais

III. EMENTA

Métodos de deposicao de filmes. Métodos de medidas de espessura e taxa de deposi¢do. Mecanismos de
formagao, composi¢do, morfologia e estrutura de filmes. Propriedades mecanicas. Propriedades opticas.
Propriedades elétricas. Aplicagdes de filmes finos.

IV.METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas pelos professores responsaveis. Semindrios realizados pelos alunos.
Atividades expositivas em laboratorio.

V. METODOLOGIA DE AVALIACAO

A avaliacdo dos alunos sera realizada através de 1 (uma) prova (AV1) e 2 (dois) semindrios (AV2 e AV3)
apresentados pelos estudantes em datas pré-estabelecidas e descritas no cronograma (se¢ao VIII). A
média final do curso consistird da média ponderada entre a nota da prova (AV1) e da nota relativa aos
seminarios (AV2 e AV3), calculada pela expressao abaixo:

M =0,60.AV1 +0,20.AV2 +0,20.AV3

VI. AVALIACAO FINAL

Para andlise da avaliacdo do aproveitamento escolar e frequéncia serd empregado o Capitulo 111, do
Titulo IV, da Resolucdo N° 095/CUn/2017, que dispde sobre a pos-graduagdo stricto sensu na
Universidade Federal de Santa Catarina.



VII. CRONOGRAMA

Semana Data Conteudo
1? 31/07/2017 Plano de ensino e Introdu¢do
28 07/08/2017 Fundamentos das técnicas de preparagdo: Evaporacao, CVD,
PVD, Eletrodeposicao, Sol-Gel
3? 14/08/2017 Cinética dos Gases
47 21/08/2017 Tecnologia de vacuo
5? 28/08/2017 Evaporagao
6° 04/09/2017 Mecanismos de formacao de filmes
7 11/09/2017 Mecanismos de formacao de filmes
8 18/09/2017 Deposi¢do quimica em fase vapor - CVD
9 25/09/2017 Deposicao fisica em fase vapor - PVD
107 02/10/2017 Deposigao fisica em fase vapor - PVD
11? 09/10/2017 Eletrodeposi¢do
12¢ 16/10/2017 Eletrodeposicao
13* 23/10/2017 1* Avaliacio — Prova (AV1)
14? 30/10/2017 Técnicas de caracterizagdo de filmes finos
152 06/11/2017 Técnicas de caracterizagdo de filmes finos: Seminario (AV?2)
16 13/11/2017 Técnicas de caracterizagao de filmes finos: Seminario (AV?2)
17 20/11/2017 Propriedades e aplicagdes de filmes finos: Seminario (AV3)
18° 27/11/2017 Propriedades e aplica¢des de filmes finos: Seminario (AV3)
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